A tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Faculdade de Engenharia Mecanica da Unicamp aponta o
potencial do uso de resinas flexograficas em tecnologia de microssistemas, sem a necessidade de pré e/ou pds

cozimento.
Aplicacses e Utilizado na construcao de microcanais e micromisturadores por litografia no UV, litografia por
plicac nanoestampagem e estruturas tipo mesa por litografia de raios-X
e Boa qualidade comparada com outros fotoresiste e Curto tempo de remocéo do fotoresiste
Caracteristicas curado quando o0 mesmo é utilizado como micromolde e Excelente transparéncia e Elevada razéo
de aspecto.
Diferenciais e Sem necessidade de pré e pds-cozimento e Revelagéo ecoldgica com solugdo aquosa de

detergente
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Aplicacdo de resinas flexograficas em tecnologias de microssistemas

Background Outras grandes vantagens de usar o fotoresiste
uretana-acrilato em tecnologia de microssistemas
sdao a sua transparéncia e elevada razao de
aspecto. 0 polimero atenua somente 20% da luz
transmitida para uma espessura de 360 um,

0 interesse na miniaturizagdo de instrumentos
analiticos quimicos e bioquimicos ou maquinas
mecanicas tem gerado muitas dreas de interesse,

rincipalmente no campo de desenvolvimento de
P P P enquanto que o SU-8 atenua 15% da luz

resinas fotossensiveis a radiacdo ultravioleta e .\
. L. n . . transmitida para uma espessura de 70 um. Esta
raios-X. Varios aparelhos tém sido fabricados L

. . . . caracteristica € muito importante pois permite

usando a tecnologia de microssistemas, tais como - . .
. .. . utilizar o fotoresiste proposto como guia de onda

micromaquinas para a separacdo de DNA, . L. .

. . , Optica ou microlente.
eletrocromatografia e eletroforese capilar, além de
microssistemas eletromecanicos como
acelerbmetros, sensores de pressdo, umidade,
poluicdo, temperatura, dentre outros..

A construcao desses dispositivos é dependente de
uma série de processos, onde a fotolitografia é uma
etapa primordial. Para a fotolitografia, fotoresistes
sdo importantes fatores de qualidade. Eles contém
em sua formulacdo uma resina (polimero ou
mondmero), um sensibilizador e algumas vezes um
solvente. A maioria dos fotoresistes comercializados
até o momento sdo utilizados na industria de Figura: Esquema da completa remog&o que ocorre em
semicondutores e apresentam baixa razao de apenas 5min & temperatura ambiente
aspecto. Uma classe de polimeros com grandes

vantagens ao ser empregada como fotoresiste sdo

as uretanas. Depésito de patente: PI0300079-6

Status da tecnologia: Pedido de patente
concedido no INPI

Tecnologia

Resinas baseadas no mondmero uretana
apresentam algumas interessantes propriedades.
Sua alta pegajosidade (do inglés, tack) depois de
curado permite emprega-lo para selar canais em
dispositivos microfluidicos sem a necessidade de
adesivos. Além disto, resinas de uretana podem ser SRl B [ O SerEfve
facilmente reveladas com solugGes aquosas de e

detergentes.
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